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１．概要（Summary） 

我々は金属グレーティングを用いた THz 波検出用光

伝導アンテナの研究をすすめている．その中で，レジスト

パターン上に蒸着した金属がリフトオフできない(Fig1)と

いう問題が発生した．その原因と対策を調べるため，安定

に作成されたレジストパターンが必要になったため，技術

代行により電子ビーム露光によるレジストパターンの作製

を依頼した． 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

超高精度電子ビーム描画装置 

(エリオニクス，ELS-G100)  

【実験方法】 

（依頼内容）Si 基板上にレジスト(ZEP520A, 300 nm)

を塗布し, 露光幅 100 nm, スリット幅 100 nmのラインパ

ターンを作製する． （依頼品受け取り後）現像, 蒸着およ

びリフトオフを行った.リフトオフができない原因を蒸着の

際にかかる熱によるレジストの変質と考え, 蒸着の際にで

きるだけ熱がかからないように, 蒸着 rateを下げて蒸着を

行った. 

蒸着条件 

Ti  厚さ：1.5 nm, rate：0.1Å/s 

Au  厚さ：30 nm, rate：0.4Å/s 

 リフトオフ条件 

46℃に設定したリムーバー(ZDMAC)に 3分間浸漬した

後，1分間の超音波印加 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

上記の条件でリフトオフ行った後の基板の様子を Fig2

に示す. Fig1の場合と比べるとレジストが完全に抜けきっ

ており, 上手くリフトオフできていることがわかる. しかし新

たな問題点として, 必要な部分の金まで剥がれてしまうと

いうことが挙げられる. この問題を解決するためにもっと詳

細に蒸着条件およびリフトオフ条件を見直す必要がある. 

 

 

Fig. 1 リフトオフ後の SEMにおける平面観察 

 

 

Fig. 2 リフトオフ後の SEMにおける平面観察 
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